
南平两酸抛光 昆山韩铝化学2 两酸抛光剂

产品名称 南平两酸抛光 昆山韩铝化学2 两酸抛光剂

公司名称 昆山市韩铝化学表面材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆山市千灯镇石浦卫泾大街51号

联系电话  18912671876

产品详情

1、本抛光液在其使用初期会产生泡沫，因此抛光液液面与抛光槽顶部之间的距离不应≥15cm；2、 不
锈钢工件在进入抛光槽之前应尽可能将残留在工件表面的水分除去，因工件夹带过多水分有可能造成抛
光面出现麻点，局部浸蚀而导致工件报废；3、在电解抛光过程中，作为阳极的不锈钢配件，因其所含的
铁、铬元素不断转变为金属离子溶入抛光液内而不在阴极表面沉积。随着化学反应的进行，金属离子浓
度会不断增加，当达到一定浓度后，这些金属离子以磷酸盐和硫酸盐形式从抛光液内沉淀析出，沉降于
抛光槽底部。因此抛光液必须定期过滤，去除这些固体沉淀物；4、在抛光槽反应过程中，除磷酸、硫酸
不断消耗外，水分因蒸发和电解而损失，此外，高粘度抛光液不断被工件夹带损失，南平两酸抛光，抛
光液液面不断下降，需经常往抛光槽补加抛光液和水；5、本产品中和后排放符合当今环保要求

温度.对化学抛光的效率和表面质量有重要的影响.温度高抛光加速，但产生较多的气体，有可能产生气体
缺陷.对于新配制的化学抛光槽液，温度不宜太高；若溶铝量达到平衡时操作温度宜高些.随着溶铝量的增
加，要维持一定的抛光效率就要提高槽液的温度，如果槽液温度超过设定的上限温度105℃，仍不能得到
满意的光亮度，两酸抛光
公司，应根据化验结果调整槽液浓度或相对密度.此外，还要注意保持槽液各处温度的均匀性.

这两个概念主要出半导体加工过程中，的半导体基片（衬底片）抛光沿用机械抛光、例如氧化镁、氧化
锆抛光等，但是得到的晶片表面损伤是极其严重的。直到60年代末，两酸抛光厂家，一种新的抛光技术
——化学机械抛光技术（CMP Chemical Mechanical Polishing ）取代了旧的方法。CMP技术综合了化学和
机械抛光的优势：单纯的化学抛光，抛光速率较快，表面光洁度高，损伤低，平整性好，两酸抛光剂，
但表面平整度和平行度差，抛光后表面一致性差；单纯的机械抛光表面一致性好，表面平整度高，但表
面光洁度差，损伤层深。化学机械抛光可以获得较为平整的表面，又可以得到较高的抛光速率，得到的
平整度比其他方法高两个数量级，是能够实现全局平面化的有效方法。

南平两酸抛光-昆山韩铝化学2-两酸抛光剂由昆山市韩铝化学表面材料有限公司提供。昆山市韩铝化学表
面材料有限公司位于昆山市千灯镇石浦卫泾大街51号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前昆山韩铝



在化工产品中享有良好的声誉。昆山韩铝取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个
新的高度。昆山韩铝全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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